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DESCRIPCION
Dispositivo de autoagarre mejorado y dispositivo de moldeo asociado
Sector de la técnica
La presente divulgacién se refiere de dispositivos de autoagarres.
Estado de la técnica

Se conocen varios sistemas y procedimientos para fabricar elementos de retencidn provistos de medios de retencidn
como ganchos, por ejemplo como se describe en los documentos WO2017187096, WO2017187097,
WO2017187098, WO2017187099, WO2017187101, WO2017187102,

De los documentos WO2017187103 y WO2019145646, este ultimo describe el predmbulo de las reivindicaciones 1y
12.

Un problema recurrente se refiere a la realizacién de bandas que comprendan zonas con elementos de retencion y
zonas desprovistas de elementos de retencién, lo cual resulta técnicamente complejo y costoso. Ademas,
actualmente es dificil trazar una linea clara entre las zonas con elementos de retencién y las zonas adyacentes
desprovistas de elementos de retencion.

Objeto de la invencién

El objetivo de la presente divulgacién es dar una respuesta, al menos parcial, a las problematicas mencionadas
anteriormente.

La presente divulgacién se refiere por lo tanto a un dispositivo de retencién como se define en la reivindicacién 1,
que comprende una base que tiene una cara superior y una cara inferior, la base se extiende en una direccién
principal, que tiene una anchura definida en una direccién secundaria perpendicular a la direccién principal, y un
grosor medido en una direccidén perpendicular a la direccién principal y a la direcciéon secundaria, una pluralidad de
elementos de retencidén que se extienden sobre la cara superior de la base, cada elemento de retencién comprende
una varilla, estando formados los elementos de retencién en una sola pieza, por ejemplo en una sola pieza y por
extrusidén, con la base, estando dispuestos los elementos de retencién en filas y columnas que se extienden
respectivamente en la direccién secundaria y en la direccién principal, estando dicho dispositivo caracterizado por
que al menos X filas y/o X columnas del dispositivo de retencién tienen nimeros distintos de elementos de retencién,
en donde X igual a 2. En particular, X es igual a 3 04 0 5 0 6 para permitir la producciéon de un patrén complejo con
un nivel de detalle suficientemente preciso. Més generalmente, X es normalmente un nimero natural comprendido
entre Xmin y Xmax, donde Xmin puede ser por ejemploiguala?20304050607u809010012015020,y
Xmax puede ser por ejemplo igual a 500 o 450 o 400 o 350 o 300 o 250 0 200 o 150 o0 100 o 50. La invencion tal
como se reivindica permite, en particular, definir patrones que tienen un aspecto con una precisién optimizada y
mejorada con respecto a los de la técnica anterior, conservando al mismo tiempo una capacidad de adherencia
elevada/satisfactoria, o incluso equivalente a un contorno externo con una forma similar y sin zona desprovista de
elementos de retencién.

Seguln un ejemplo, al menos dos filas y/o al menos dos columnas del dispositivo de retencién tienen un nimero
distinto de elementos de retencién, siendo la diferencia entre los nimeros de elementos de retencién de dichas al
menos dos filas y/o al menos dos columnas mayor o igual que 1, 0 méas precisamente, mayor o igual que 2, o por
ejemplo mayor o igual que 3 0 4 0 5 0 6 para permitir la produccién de un patrén complejo con un nivel de detalle
suficientemente preciso.

Dicha pluralidad de elementos de retencién forman uno o mas patrones disjuntos, estando cada patrén formado por
una pluralidad de filas y columnas de elementos de retencién. Disjuntos significa que los patrones estan separados
por al menos una fila y/o columna sin elementos de retencién. Segln un ejemplo, los elementos de retencidn estan
dispuestos de manera que forman un patrén regular en la cara superior de la base. Regular significa que el patrén se
repite en la direccién principal. Alternativamente, los elementos de retencién estan dispuestos para formar una
pluralidad de patrones diferentes sobre la cara superior de la base, patrones normalmente regulares, por ejemplo,
patrones que se repiten alternativamente o no en la cara superior de la base y en la direccidn principal.

En un ejemplo, los elementos de retencién estan dispuestos para formar un patrén en la superficie superior de la
base, normalmente un patrén regular. Regular significa que el patrén se repite en la direccién principal.
Alternativamente, los elementos de retenciéon estan dispuestos para formar una serie de patrones diferentes en la
superficie superior de la base, normalmente patrones regulares, por ejemplo, patrones que se repiten
alternativamente o no en la superficie superior de la base y en la direccidn principal.

Segun un ejemplo, la cara superior de la base, por ejemplo en una zona de patrén, comprende un nimero de
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elementos de retencién/cm en la direcciéon principal y/o en la direccién secundaria mayor que 2 elementos de
retencion/cm, mas precisamente mayor que 5 elementos de retencidn/cm, en particular mayor que 10 cavidades/cm,
y menor que 1.500 elementos de retencién/cm, mas precisamente menor que 1.000 elementos de retenciéon/cm y
por ejemplo menor que 700 elementos de retencién/cm, mas particularmente menor que 400 elementos de
retencion/cm, ain mas particularmente menor que 200 elementos de retencién/cm.

Segun un ejemplo, para cada patrén, cada par de filas dispuestas sucesivamente en la direccién principal tiene un
nimero de elementos de retencién cuya variacién es menor o igual que 10 elementos de retencién, en particular es
menor o igual que 5 elementos de retencién, lo que facilita, por ejemplo, el desmoldeo.

Segun un ejemplo, para cada patrén, cada par de filas dispuestas sucesivamente en la direccién principal tiene un
nimero de elementos de retencién y, opcionalmente, solo aquellos con un nimero de elementos de retencién mayor
o igual que 7 elementos de retencién, en particular 8 elementos de retencidn, por ejemplo 9 elementos de retencién,
cuya variacién es menor o igual que el 40 % del nimero maximo de elementos de retencién de las filas de dicho par
de filas de elementos de retencién, normalmente menor o igual que el 30 % o el 15 %.

Seguln un ejemplo, para cada patrdn, cada par de columnas dispuestas sucesivamente en la direccién secundaria
tiene un numero de elementos de retencién cuya variacién es menor o igual que 15 elementos de retencién, o menor
o igual que 10 elementos de retencidn, en particular es menor o igual que 5 elementos de retencién.

Seguln un ejemplo, para cada patrdn, cada par de columnas dispuestas sucesivamente en la direccién secundaria
tiene un numero de elementos de retencién y opcionalmente solo aquellas con un nimero de elementos de
retencion mayor o igual que 7 elementos de retencidén, en particular 8 elementos de retencién, por ejemplo 9
elementos de retencidn, cuya variacién es menor o igual que el 40 % del nUmero maximo de elementos de retencién
de las columnas de dicho par de columnas de elementos de retencién, normalmente menor o igual que el 30 % o el
15 %.

Segun un ejemplo, cada patrén estd completamente rodeado por una regién de la cara superior de la base
desprovista de elementos de retencién, y se sitla a una distancia mayor que 1,5 mm, en particular 2,5 mm, de un
borde de la base, en particular de todos los bordes de la base.

Cada patrén esta delimitado por un contorno externo, y cada patréon comprende, en la zona delimitada por su
contorno externo, al menos una zona desprovista de elementos de retencién. Segin un ejemplo, el contorno externo
puede estar delimitado en la base por una ranura (continua o discontinua) o un esparrago (continuo o discontinuo) y
respectivamente en la banda de moldeo por un esparrago (continuo o discontinuo) o una ranura (continua o
discontinua).

Segun un ejemplo, estando el (o cada) patrén delimitado por un contorno externo, y comprendiendo el (o cada)
patrén, en la zona delimitada por su contorno externo, al menos una zona desprovista de elementos de retencién,
los (preferiblemente cada) elementos de retencién dispuestos en la proximidad inmediata del contorno externo y/o
interior (y/o que lo(s) define(n)) tienen una forma de varilla similar o idéntica a la de los elementos de retencidn
situados a distancia del contorno externo y/o interior. Segun un ejemplo, estando el (o cada) patrén delimitado por un
contorno externo, y comprendiendo el (o cada) patrén, en la zona delimitada por su contorno externo, al menos una
zona desprovista de elementos de retencién, los (preferiblemente cada) elementos de retencién dispuestos en
proximidad inmediata del contorno externo y/o interior (y/o que lo(s) define(n)) tienen una forma de varilla similar o
idéntica a las de los elementos de retencidén a distancia del contorno externo y/o interior. Por proximidad inmediata
se entienden los elementos de retencién situados en las filas y/o columnas adyacentes o distanciados un maximo de
2 filas y/o columnas de las filas y/o columnas que definen el contorno externo o interior en cuestidén. Por el contrario,
los elementos de retencién separados del contorno interno o exterior en cuestién por al menos dos filas y/o
columnas se consideran alejados del contorno en cuestion, 0 mas generalmente, los elementos de retencién que no
se encuentran en la proximidad inmediata del contorno en cuestion se consideran alejados del contorno en cuestion.
De este modo, el dispositivo de retencién tiene un agarre maximizado, en particular en la proximidad inmediata de
los contornos exterior y/o interior, al tiempo que tiene una representacién més exacta del patrén. De este modo, los
elementos de retencién situados en la proximidad inmediata del contorno externo y/o interior (y/o que lo(s) define(n))
tienen una capacidad de agarre optimizada sin obstaculizar la cooperacién con la parte homoéloga.

Segln un ejemplo, estando el (o cada) patrén delimitado por un contorno externo, y comprendiendo el (o cada)
patrén, en la zona delimitada por su contorno externo, al menos una zona desprovista de elementos de retencién (o
cavidades en su caso), el contorno interno presenta al menos una parte local de forma alargada que define una fila
central local dispuesta a una distancia del contorno interno local menor que el 20 %, en particular menor que el
15 %, de la dimensién del patrén en la direcciébn principal y/o en la direccion secundaria. Alternativa o
adicionalmente, estando el (o cada) patrén delimitado por un contorno externo, y comprendiendo el (o cada) patrén,
en la zona delimitada por su contorno externo, al menos una zona desprovista de elementos de retencion, el
contorno interno presenta al menos una parte local de forma alargada que define una fila central local dispuesta a
una distancia del contorno interno local menor que 10 mm, o menor que 5 mm, en particular menor que 3 mm, mas
particularmente menor que 2 mm, aun mas particularmente menor que 1 mm y mayor que (o estrictamente mayor
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que) un paso medio de los elementos de retencién en el patrén en cuestion. Una zona circular desprovista de
elementos de retencién no forma una mediana en el sentido del presente documento. De este modo, el dispositivo
de retencién tiene un agarre maximizado al tiempo que permite una representacién més detallada y precisa del
patrén. La fila central local comprende partes rectas y/o curvas. La longitud de la fila central del al menos un
contorno interno es normalmente mayor que 10 mm, preferiblemente mayor que 12 mm. La suma de las longitudes
de las filas centrales de los contornos internos de un patrén es normalmente mayor que 12 mm, por ejemplo mayor
que 15 mm y/o normalmente menor que 600 mm, por ejemplo menor que 400 mm, més particularmente menor que
200 mm. Dicha configuracién también puede transponerse a las cavidades formadas en la banda de moldeo descrita
a continuacién.

Segun un ejemplo, cada patrén tiene al menos una fila y/o al menos una columna que comprende al menos dos
grupos de elementos de retencién disjuntos separados por una zona desprovista de elementos de retencién. Segun
un ejemplo, los elementos de retencién comprenden cada uno una varilla y una cabeza, estando la cabeza formada
por dos alas opuestas que se extienden en la misma direccién o la cabeza se extiende 360 ° alrededor de la varilla.

Para cada patrén, al menos una zona desprovista de elementos de retencién incluida en el patrén tiene una anchura
y una longitud, de modo que la relacidén entre la longitud y la anchura es estrictamente mayor que 1,2. Segln un
ejemplo, para cada patrén, al menos una, preferiblemente cada, zona desprovista de elementos de retencién
incluida en el patrdn tiene una anchura y una longitud, de modo que la relacién entre la longitud y la anchura es
estrictamente mayor que 1,1, en particular estrictamente mayor que 1,2, mas particularmente estrictamente mayor
que 1,5.

Segln un ejemplo, para cada patrén, al menos una, preferiblemente cada, zona desprovista de elementos de
retencién incluida en el patrén tiene una dimensién méaxima y una dimensién minima, de modo que la relacién entre
la dimensién maxima y la dimensién minima es estrictamente mayor que 1,1, en particular estrictamente mayor que
1,2, mas particularmente estrictamente mayor que 1,4 y alin més particularmente estrictamente mayor que 1,6.

Segun un ejemplo, dichas filas y columnas estadn regularmente espaciadas segln un intervalo secundario y un
intervalo principal respectivamente. Segln otro ejemplo, dichas filas estan regularmente espaciadas segun un primer
intervalo secundario y segun un segundo intervalo secundario, no siendo el segundo intervalo secundario un multiplo
entero del primer intervalo secundario y siendo el primer intervalo secundario menor que el segundo intervalo
secundario, y/o dichas columnas estan regularmente espaciadas segun un primer intervalo principal y segin un
segundo intervalo principal, no siendo el segundo intervalo principal un multiplo entero del primer intervalo principal y
siendo el primer intervalo principal menor que el segundo intervalo principal.

Segun un ejemplo, cada patron esté totalmente rodeado por una regién de la cara superior de la base desprovista de
elementos de retencién, teniendo dicha regién una dimensién estrictamente mayor que dos veces el intervalo
principal en la direccién principal, y/o estrictamente mayor que dos veces el intervalo secundario en la direccidén
secundaria.

Segln un ejemplo, dicha al menos una zona desprovista de elementos de retencién comprendida en la zona
delimitada por el contorno externo de cada patrén tiene una dimensién en la direccién principal estrictamente mayor
que dos veces el intervalo principal, y una dimensién en la direccién secundaria estrictamente mayor que dos veces
el intervalo secundario.

Segln un ejemplo, para cada patrén, la relaciéon entre la superficie de las zonas desprovistas de elementos de
retencion contenidas en el contorno externo del patrén y la superficie que comprende elementos de retencién es
menor que 1. Segln un ejemplo, el al menos un patrén es simétrico. Segun otro ejemplo, el patrén esta delimitado
por uno o varios bordes (internos y/o externos), la suma de las longitudes de los bordes internos y externos es
mayor que 70 mm, preferiblemente mayor que 95 mm, méas preferiblemente mayor que 100 mm, y maés
particularmente mayor que 150 mm y en algunos casos menor que 5000 mm, mas particularmente menor que
3000 mm. Asi, cuanto mas largos son los bordes externos e internos, mas se reduce el efecto de alfombra fakir. El
efecto de alfombra fakir es un efecto en los dispositivos de sujecién de tipo gancho y bucle en los que, debido a que
hay demasiados ganchos en relacién con el nimero de bucles, se hace dificil, si no imposible, que los ganchos
penetren en los bucles para formar un dispositivo de sujecién de tipo gancho y bucle. Por tanto, el dispositivo de
elemento de retencién tiene una mayor capacidad para cooperar con los bucles de agarre. Segln un ejemplo, el
patrén se inscribe dentro de un poligono de cuatro lados con cada lado enrasado con una parte del perimetro
exterior del patrén y el poligono que comprende un perimetro P1. La relacién (Pint+Pext)/P1 es mayor que 1, en
algunos casos mayor que 1,20 1,30 1,4 01,50 1,6 y en algunos casos menor que 20, en particular menor que 15.
Asi, cuanto més largos son los bordes externo e interno, mas se reduce el efecto de alfombra de fakir. Por
consiguiente, el dispositivo de elemento de retencién tiene una mayor capacidad para cooperar con los bucles de
agarre.

La presente divulgacion también se refiere a un dispositivo de moldeo como se define en las reivindicaciones para la
formacién de un dispositivo de retencién, por ejemplo como se ha definido anteriormente, comprendiendo dicho
dispositivo de moldeo una banda de moldeo adaptada para montarse sobre un soporte, extendiéndose dicha banda
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de moldeo en una direccién de maquina, que tiene una anchura definida en una direccién transversal perpendicular
a la direccién de maquina, y un grosor medido en una direccién perpendicular a la direccién de méaquina y a la
direccién transversal, teniendo la banda de moldeo una cara interna y una cara externa opuestas, teniendo dicha
banda de moldeo una pluralidad de cavidades dispuestas en filas y en columnas que se extienden respectivamente
en la direccién transversal y en la direccién de maquina, desembocando dichas cavidades en la cara externa de la
banda de moldeo, caracterizada por que al menos Y filas y/o Y columnas de cavidades de la banda de moldeo
tienen nimeros distintos de cavidades, en donde Y es igual a 2. En particular, Y es igual a3 0 4 0 5 0 6 para permitir
la produccién de un patréon complejo con un nivel de detalle suficientemente preciso. Mas generalmente, Y es
normalmente un nimero natural entre Ymin e Yméx, en donde Ymin puede por ejemplo seriguala203 040506
07u809010012 015 0 20, e Ymax puede por ejemplo ser igual a 500 o 450 o 400 o0 350 o0 300 0 250 0 200 o
150 0 100 o 50.

Una fila de cavidades suele tener entre 1y 1.000 cavidades. Una columna de cavidades suele tener entre 1 y 1.000
cavidades.

Seguln un ejemplo, al menos dos filas y/o al menos dos columnas del dispositivo de moldeo tienen un namero
distinto de cavidades, siendo la diferencia entre los nimeros de cavidades de dichas al menos dos filas y/o al menos
dos columnas mayor o igual que 1, 0 mas precisamente mayor o igual que 2, o por ejemplo mayor o igual que 3 0 4
0 5 0 6 para permitir la produccién de un patrén complejo con un nivel de detalle suficientemente preciso.

Dicha pluralidad de cavidades forma uno o mas patrones disjuntos, estando cada patrén formado por una pluralidad
de filas y columnas de cavidades. Por disjuntos se entiende que las cavidades estan separadas por al menos una
fila y/o columna desprovista de cavidades. Segln un ejemplo, las cavidades estan dispuestas de manera que forman
un patrén regular en la banda de moldeo. Regular significa que el patrén se repite en la direccién de maquina.
Alternativamente, las cavidades estén dispuestas de manera que forman una serie de patrones diferentes en la
banda de moldeo, normalmente patrones regulares, por ejemplo patrones que se repiten alternativamente o no en la
banda de moldeo y en la direccién de maquina.

Seguln un ejemplo, para cada patrén, cada par de filas dispuestas sucesivamente en la direccién de maquina tiene
un nimero de cavidades cuya variacién es menor o igual que 10 cavidades, o mas precisamente menor o igual que
5 cavidades, lo que facilita, por ejemplo, el desmoldeo.

Seguln un ejemplo, para cada patrén, cada par de filas dispuestas sucesivamente en la direccién de maquina tiene
un numero de cavidades y opcionalmente solo aquellas con un nimero de cavidades mayor o igual que 7 cavidades,
en particular 8 cavidades, por ejemplo 9 cavidades, cuya variacién es menor o igual que el 40 % del nimero méximo
de cavidades de las filas de dicho par de filas de cavidades, normalmente menor o igual que el 30 % o el 15 %.

Seguln un ejemplo, para cada patrdn, cada par de columnas dispuestas sucesivamente en la direccién transversal
tiene un nimero de cavidades cuya variacién es menor o igual que 15 cavidades, o menor o igual que 10 cavidades
0 mMas precisamente menor o igual que 5 cavidades.

Seguln un ejemplo, para cada patrdn, cada par de columnas dispuestas sucesivamente en la direccién transversal
tiene un nimero de cavidades y opcionalmente solo aquellas con un nimero de cavidades mayor o igual que 7
cavidades, en particular 8 cavidades, por ejemplo 9 cavidades, cuya variacién es menor o igual que el 40 % del
nimero maximo de cavidades de las filas de dicho par de filas de cavidades, normalmente menor o igual que el
30 % 0 el 15 %.

Seguln un ejemplo, cada patrén esta totalmente rodeado por una regién de la cara externa de la banda de moldeo
desprovista de elementos de retencién, y esta situado a una distancia mayor que 1,5 mm, en particular mayor que
2,5 mm, de un borde de la banda de moldeo, en particular de todos los bordes de la banda de moldeo.

Cada patron estd delimitado por un contorno externo, y cada patrén comprende, en la zona delimitada por su
contorno externo, al menos una zona desprovista de cavidades.

Segun un ejemplo, cada patrén tiene al menos una fila y/o al menos una columna que comprende al menos dos
grupos disjuntos de cavidades separadas por una zona desprovista de cavidades.

Para al menos un patrén, al menos una zona desprovista de cavidades incluida en el patrén tiene una anchura y una
longitud, de manera que la relacién entre la longitud y la anchura es estrictamente mayor que 1,2. Segun un ejemplo,
para al menos un patrén, al menos una, o por ejemplo cada, zona desprovista de cavidades incluida en el patrén
tiene una anchura y una longitud, de modo que la relacién entre la longitud y la anchura es estrictamente mayor que
1,2, en particular estrictamente mayor que 1,5.

Segun un ejemplo, para cada patrén, al menos una, o por ejemplo cada, zona desprovista de cavidades incluida en
el patrén tiene una anchura y una longitud, de modo que la relacidén entre la longitud y la anchura es estrictamente
mayor que 1,2, en particular estrictamente mayor que 1,5.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 989 983 T3

En un ejemplo, las cavidades del dispositivo de moldeo son transversales.

Seguln un ejemplo, dichas columnas y filas estdn regularmente espaciadas segln un intervalo transversal y un
intervalo de maquina respectivamente. Segln otro ejemplo, dichas filas estan regularmente espaciadas segln un
primer intervalo transversal y seglin un segundo intervalo transversal, no siendo el segundo intervalo transversal un
multiplo entero del primer intervalo transversal y siendo el primer intervalo transversal menor que el segundo
intervalo transversal, y/o dichas columnas estan regularmente espaciadas segun un primer intervalo de méquina y
seglin un segundo intervalo de méaquina, no siendo el segundo intervalo de maquina un mdltiplo entero del primer
intervalo de méaquina y siendo el primer intervalo de maquina menor que el segundo intervalo de maquina.

Seguln un ejemplo, cada patrén esta totalmente rodeado por una regién de la cara externa de la banda de moldeo
desprovista de cavidades, teniendo dicha regién una dimensién estrictamente mayor que dos veces el intervalo de
maquina en la direcciébn de maquina, y estrictamente mayor que dos veces el intervalo transversal en la direccién
transversal.

Seguln un ejemplo, dicha al menos una zona desprovista de cavidades incluida en la zona delimitada por el contorno
externo de cada patrén tiene una dimensién en la direccion de maquina estrictamente mayor que dos veces el
intervalo de méquina, y una dimensidén en la direccidén transversal estrictamente mayor que dos veces el intervalo
transversal.

Segln un ejemplo, para cada patrén, la relacion entre la superficie de las zonas desprovistas de cavidades
contenidas en el contorno externo y la superficie que comprende cavidades es menor que 1. Segun un ejemplo, el al
menos un patrén es simétrico. Segun otro ejemplo, el patrén estd delimitado por uno o mas bordes (internos y/o
externos), la suma de las longitudes de los bordes internos y externos es mayor que 70 mm, preferiblemente mayor
que 95 mm, mas preferiblemente mayor que 100 mm, mas particularmente mayor que 150 mm y en algunos casos
menor que 5000 mm, mas particularmente menor que 3000 mm. Asi, cuanto mas largos sean los bordes externo e
interno, mas se reduce el efecto de “alfombra de fakir’. El dispositivo de elemento de retencién obtenido utilizando
un dispositivo de moldeo de este tipo tiene, por tanto, una mayor capacidad para cooperar con los bucles de agarre.
Segun un ejemplo, el patrén esta inscrito en un poligono de cuatro lados, cada uno de los cuales esta enrasado con
una parte del perimetro exterior del patrén y el poligono comprende un perimetro P1. La relacién (Pint+Pext)/P1 es
mayor que 1, en algunos casos mayor que 1,201,301,401,50 1,6 y en algunos casos menor que 20, en particular
menor que 15. Asi, cuanto mas largos sean los bordes externo e interno, mas se reduce el efecto “alfombra de fakir’.
Por consiguiente, el dispositivo de elemento de retencién obtenido mediante un dispositivo de moldeo de este tipo
tiene una mayor capacidad de cooperacion con los bucles de agarre.

La presente divulgacion se refiere ademas a un dispositivo de retencién que comprende una base normalmente
continua que tiene una cara superior y una cara inferior, extendiéndose la base en una direccién principal, que tiene
una anchura definida en una direccién secundaria perpendicular a la direccidn principal, y un grosor medido en una
direccién perpendicular a la direccién principal y a la direccidén secundaria, extendiéndose una pluralidad de
elementos de retencién sobre la cara superior de la base, comprendiendo cada elemento de retencién una varilla,
estando los elementos de retencién formados en una sola piza con la base, estando los elementos de retencidn
dispuestos en filas y columnas que se extienden respectivamente en la direccién secundaria y en la direccidén
principal, estando dichas filas y columnas normalmente espaciadas uniformemente en un intervalo principal y un
intervalo secundario respectivamente, formando dicha pluralidad de elementos de retencién uno o mas patrones
disjuntos, estando cada patrén formado por una pluralidad de filas y columnas de elementos de retencién,
caracterizandose dicho dispositivo por que cada uno de los elementos de retencién tiene una varilla que se extiende
desde la cara superior de la base, y una cabeza superpuesta a la varilla, y para un patrén, normalmente para cada
patrén, las cabezas de los elementos de retencién que forman un primer extremo del patrén en una primera
direccién tienen una primera dimensién maxima en una segunda direccién, y las cabezas de los elementos de
retencion que forman un segundo extremo del patrén en dicha primera direccién, opuesto a dicho primer extremo del
patrébn en la primera direccidén, tienen una segunda dimensién méxima en dicha segunda direccién, siendo la
segunda dimensiéon maxima estrictamente menor que la primera dimensién méaxima.

Seguln un ejemplo, para un patrén, la dimensién méaxima de las cabezas de los elementos de retencién disminuye
desde el primer extremo del patrén hacia el segundo extremo del patrdn en la segunda direccién.

En un ejemplo, los elementos de retencién que forman el primer extremo y los elementos de retencién que forman
un segundo extremo estan dispuestos en la misma columna o fila. La primera direccidén corresponde normalmente a
la direccién principal o de maquina; la direccién desde el primer extremo hasta el segundo extremo corresponde
normalmente a la direccién en la que corre la cinta en la direccién de la maquina cuando se fabrica.

La presente divulgacién también se refiere a un dispositivo de moldeo para la formacién de un dispositivo de
retencion que comprende una base provista de una pluralidad de elementos de retencién y/o preformas de
elementos de retencién, comprendiendo el dispositivo de moldeo una banda de moldeo formada a partir de un
primer material y adaptada para montarse sobre un soporte, extendiéndose la banda de moldeo en una direccidén de
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maquina, teniendo una anchura definida en una direccién transversal perpendicular a la direccién de méquina, y un
grosor medido en una direccién perpendicular a la direccién de maquina y a la direccién transversal, teniendo la
banda de moldeo una cara interna y una cara externa, comprendiendo dicha banda de moldeo una pluralidad de
cavidades, caracterizadas por que una parte de dichas cavidades estan al menos parcialmente selladas por un
material de sellado, de manera que se definen cavidades de moldeo para la formacién de elementos de retencidn
y/o preformas de elementos de retencién, y cavidades no funcionales.

En un ejemplo, el material de sellado es distinto del primer material.
En un ejemplo, el material de sellado y/o el primer material y/o el material de moldeo son distintos.

En un ejemplo, el material de sellado estd formado por una sola capa. En otro ejemplo, el material de sellado esta
formado por varias capas, por ejemplo entre 2 y 20 capas.

En un ejemplo, el material de sellado se extiende al menos parcialmente dentro de las cavidades de la banda de
moldeo. En un ejemplo, el material de sellado se fija a la banda de moldeo, en particular a al menos una pared de
una cavidad de la banda de moldeo.

En un ejemplo, el material de sellado se extiende al menos parcialmente entre la cara interna y la cara externa de la
banda de moldeo.

En un ejemplo, el material de sellado es una resina.

Seguln un ejemplo, estando el material de sellado dispuesto al menos parcialmente en una cavidad, el material de
sellado dispuesto entre la cara interna y la cara externa de la banda de moldeo tiene una forma complementaria a al
menos parte de un volumen interno de la cavidad.

Segun un ejemplo, estando el material de sellado dispuesto al menos parcialmente en una cavidad, segun una vista
en seccién en un plano perpendicular a la direccion de maquina y/o segun una vista en seccién en un plano
perpendicular a la direccién transversal, la altura del material de sellado dispuesto entre la cara interna y la cara
externa de la banda de moldeo es mayor que la suma de las alturas del material de sellado fuera de las caras
interna y externa de la banda de moldeo.

En un ejemplo, el material de sellado esta unido a la banda de moldeo, por ejemplo para formar un elemento integral
formado por la banda de moldeo y el material de sellado. En un ejemplo, la banda de moldeo y el material de sellado
se fijan en conjunto quimica y/o mecanicamente.

Seguln un ejemplo, los elementos de retencién comprenden cada uno una varilla y una cabeza, estando la cabeza
formada por dos alas opuestas entre si que se extienden a ambos lados de la varilla en la misma direccién, o la
cabeza se extiende 360 ° alrededor de la varilla.

En un ejemplo, el material de sellado se extiende sobre la cara interna y/o la cara externa de la banda de moldeo.
Seguln un ejemplo, el material de sellado comprende un polimero y/o un compuesto metélico y/o una aleacion y/o un
compuesto, comprendiendo el compuesto elementos de refuerzo tales como particulas y/o fibras y/o filamentos y
siendo el material de sellado diferente del material de la banda de moldeo.

Segln un ejemplo, el material de sellado comprende un polimero, en particular un polimero termoplastico y/o
termoendurecible y/o un elastémero, por ejemplo una resina, més particularmente una resina reticulada, en particular
reticulada por ultravioleta y/o por medios térmicos y/o quimicos y/o fisicos y/o radicales.

Seguln un ejemplo, el material de sellado es suficientemente estable para mantener su integridad cuando se utiliza la
banda de moldeo, concretamente entre temperaturas comprendidas entre 10 ° y 300 °C.

Segun un ejemplo, el material de sellado comprende al menos uno de los compuestos de la siguiente lista: resina y/o
sellador, més particularmente:

- una resina a base de epoxi y/o acrilico y/o poliéster y/o poliuretano y/o silicona,
- un sellador a base de epoxi y/o acrilico y/o poliéster y/o poliuretano y/o silicona.
Segun un ejemplo, parte de todas dichas cavidades estdn al menos parcialmente selladas por el material de sellado,
de modo que presentan al menos dos zonas disjuntas rellenas de material de sellado en cada una de dichas

cavidades.

Segun un ejemplo, algunas de dichas cavidades estan al menos parcialmente selladas por el material de sellado, de
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modo que presentan, en cada una de dichas cavidades, una zona con material de sellado y una zona sin material de
sellado. Como dichas cavidades son pasantes, la zona sin material de sellado es normalmente pasante. De este
modo, el material de sellado permite reducir la seccion transversal de las cavidades pasantes.

En un ejemplo, las cavidades de moldeo estan dispuestas para formar un patrén en la banda de moldeo,
normalmente un patrén regular. Regular significa que el patron se repite en la direccion de maquina.
Alternativamente, las cavidades de moldeo estan dispuestas para formar una serie de patrones diferentes en la
banda de moldeo, normalmente patrones regulares, por ejemplo, patrones que se repiten alternativamente o noen la
banda de moldeo y en la direccién de maquina.

Segln un ejemplo, la banda de moldeo, por ejemplo en una zona del patréon, comprende un ndmero de
cavidades/cm en la direccién de maquina y/o la direccidén transversal mayor que 2 cavidades/cm, mas precisamente
mayor que 5 cavidades/cm, en particular mayor que 10 cavidades/cm, y menor que 1.500 cavidades/cm, mas
precisamente menor que 1.000 cavidades/cm y por ejemplo menor que 700 cavidades/cm, mas particularmente
menor que 400 cavidades/cm, aun mas particularmente menor que 200 cavidades/cm.

Segun un ejemplo, la banda de moldeo, por ejemplo en una zona del patrén, comprende una tasa de apertura
comprendida entre el 2 % y el 45 %, en particular entre el 3 % y el 30 %, més particularmente entre el 4 % y el 20 %.
De este modo, el nimero de elementos de retencién que deben desmoldarse es limitado para permitir un desmoldeo
mas facil y/o una fuerza de desmoldeo menor. La banda de moldeo comprende en una Zzona, vista
perpendicularmente a la banda de moldeo, una superficie de repeticién elemental que comprende al menos una
parte de cavidad de moldeo. La relacién de apertura de la banda de moldeo se calcula mediante la relacién: (la
superficie de la cavidad de moldeo en la superficie de repeticion elemental) / (la superficie de repeticiéon elemental).
Para evitar errores de paralaje, la tasa de apertura se mide preferiblemente sobre una superficie reducida de la
banda de moldeo.

En un ejemplo, las cavidades de moldeo estan dispuestas para formar uno o mas patrones disjuntos. En un ejemplo,
las cavidades de moldeo estan dispuestas para formar un patrén repetitivo en la banda de moldeo, por ejemplo entre
4 y 600 repeticiones del patrén, o por ejemplo entre 20 y 200 repeticiones del patrén.

Seguln un ejemplo, la banda de moldeo tiene un grosor de entre 50 y 500 micrémetros, preferiblemente entre 70 y
350 micrometros, en algunos casos entre 100 micrdmetros y 250 micrémetros.

Seguln un ejemplo, entre las cavidades, entre el 10 % y el 90 % del numero total de cavidades de la banda de
moldeo estan al menos parcialmente selladas por el material de sellado, preferiblemente entre el 20 % y el 80 %.

En un ejemplo, la banda de moldeo tiene un perimetro de entre 200 mm y 3.000 mm, en particular de entre 400 mm
y 2.000 mm.

Segln un ejemplo, la banda de moldeo tiene una densidad de cavidades comprendida entre 50 y 3000 por cm?, en
particular entre 100 y 800 cm?.

Seguln un ejemplo, la banda de moldeo tiene bordes que se extienden a lo largo de sus extremos en la direccidén de
maquina, y las cavidades se encuentran a una distancia en la direccion transversal de entre 2 y 5 mm, en algunos
casos entre 1 y 5 mm, en otros casos entre 2y 7 mm o entre 1 y 10 mm, los bordes de la banda de moldeo que se
extienden en la direccién de maquina estan obturados.

Seguln un ejemplo, cada patrén tiene al menos una fila y/o al menos una columna que comprende al menos dos
grupos de cavidades de moldeo disjuntas separadas por una zona de cavidades selladas.

La presente divulgacién también se refiere a un método de preparacién de dicho dispositivo de moldeo, en el que

- se proporciona una banda de moldeo formada a partir de un primer material y adaptada para montarse sobre un
soporte, extendiéndose la banda de moldeo en una direccién de maquina, que tiene una anchura definida en una
direccién transversal perpendicular a la direccion de méquina y un grosor en una direccién perpendicular a la
direccién de la maquina y a la direccién transversal, teniendo la banda de moldeo una cara interna y una cara
externa,

- se aplica un material de sellado a la banda de moldeo para obturar algunas de las cavidades de la banda de
moldeo.

Segln un ejemplo, durante la etapa de aplicacion del material de sellado, se obturan todas las cavidades de la
banda de moldeo y, a continuacién, se realiza una etapa de retirada (o eliminacién) del material de sellado de
algunas de las cavidades para definir cavidades de moldeo.

Descripcion de las figuras
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La invencion y sus ventajas se comprenderan mejor tras leer la siguiente descripcién detallada de diversas
realizaciones de la invencidn proporcionadas a modo de ejemplos no limitativos.

[Figura 1] La figura 1 es una vista esquemética de un dispositivo de retencién segln un aspecto de la invencién.
[Figura 2] La figura 2 es una vista en seccién de la figura 1.

[Figura 3] La figura 3 es una representacién de un dispositivo de moldeo.

[Figura 4] La figura 4 es una representacién de una variante de un dispositivo de moldeo.

[Figura 5] La figura 5 es una vista detallada de la figura 4.

[Figura 6] La figura 6 es una representacién de un dispositivo de retencién.

[Figura 7] La figura 7 es una vista detallada de la figura 6.

[Figura 8] La figura 8 representa esqueméticamente un patrén de elementos de retencién o cavidades.
[Figura 9] La figura 9 representa esqueméticamente otro patrén de elementos de retencién o cavidades.
[Figura 10] La figura 10 representa esquematicamente otro patrén de elementos de retencién o cavidades.
[Figura 11] La figura 11 representa esquematicamente otro patrén de elementos de retencién o cavidades.
[Figura 12] La Figura 12 representa esqueméticamente otro patrén de elementos de retencién o cavidades.
[Figura 13] La Figura 13 representa esqueméticamente otro patrén de elementos de retencién o cavidades.
En las figuras, los elementos comunes se identifican mediante referencias numéricas idénticas.
Descripcion detallada de la invencién

La figura 1 representa esquematicamente un dispositivo 10 de retencién que comprende una base 12, normalmente
continua, y un patrén 14 en forma de disco sélido. Como se muestra en la figura 2, la base 12 tiene una cara 12A
superior y una cara 12B inferior y el patréon 14 est4 formado por una pluralidad de elementos 16 de retencién que se
extienden desde la cara 12A superior de la base 12. Una base continua significa que la base no tiene aberturas
pasantes o rebajes en las zonas que no tienen elementos de retencién. La base 12 suele tener una anchura
constante.

Cada elemento 16 de retencién comprende una varilla 18. La base 12, en particular la cara 12A superior de la base
12, comprende también zonas 20 desprovistas de elementos 16 de retenciéon. Por razones de simplificacion, los
elementos 16 de retencién estan representados en la figura 1 mediante un rayado en cruz. En la realizacién
mostrada en la figura 1, el dispositivo 10 de retencién comprende una banda 22 de material no tejido (o tejido). Por
ejemplo, la base 12 puede estar sobremoldeada sobre la banda 22 de material no tejido. La base 12 también puede
estar adherida a la banda 22 de material no tejido. El patrén 14 puede ser patrén Unico (como se muestra en la
figura 1) o un patrén 14 repetitivo. El patrén 14 suele estar delimitado por un contorno 14A cerrado.

La base 12 y los elementos 16 de retencién estdn hechos normalmente de un material termoplastico, por ejemplo un
material termopléstico no elastico. La base 12 y los elementos 16 de retencién estan hechos de tal manera que
pueden estirarse bajo el efecto de una fuerza de estiramiento ejercida en una direccién dada y sin volver
sustancialmente a su forma y dimensiones iniciales después de que se libere esta fuerza de estiramiento, en
algunos casos la base se rompe bajo el efecto de una fuerza de estiramiento. Por ejemplo, una base y los elementos
de retencién que conservan una deformacién residual o remanencia tras el alargamiento y la liberacién (deformacién
residual también llamada “conjunto permanente” o “CONJUNTO”) mayor o igual que el 20 %, preferiblemente mayor
o igual que el 30 %, de su dimensién inicial (antes del alargamiento) para un alargamiento del 100 % de su
dimensién inicial, a temperatura ambiente (23 °C - grados Celsius).

El dispositivo 10 de retencién puede fabricarse, por ejemplo, utilizando un aparato 100 como se muestra en la figura
3. El aparato 100 puede utilizarse para fabricar una cinta 26 para un dispositivo de retencién, la cinta 26 puede
entonces cortarse o subdividirse en una pluralidad de dispositivos 10 de retencién. La cinta 26 comprende la base
12, que en este caso es continua, y una pluralidad de elementos 16 de retencién. En la realizacion representada en
la figura 3, los elementos 16 de retencién son ganchos, cada uno de los cuales comprende una varilla 18 coronada
por una cabeza 24.
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El aparato 100, tal como se muestra, comprende una banda 102 de moldeo colocada sobre medios 104 de
accionamiento en rotacién que comprenden en este caso dos rodillos 104A, 104B, un medio 106 de distribucidén de
material, por ejemplo un inyector, adaptado para realizar una inyeccién de material de moldeo, por ejemplo
termoplastico.

El conjunto formado por la banda 102 de moldeo y los medios 104 de accionamiento en rotacién forma asi un
dispositivo de moldeo.

La direccion MD de maquina se refiere a la direccién de movimiento de la banda 102 de moldeo en el aparato 100
durante la fabricacidn del dispositivo de retencién, segln sus siglas en inglés para “Machine Direction” y la direccién
CD transversal, segln sus siglas en inglés para “Cross Direction” se refiere a la direccién perpendicular a la
direccién MD de maquina. Estas direcciones se muestran en las distintas figuras.

El ejemplo ilustrado que comprende dos rodillos 104A, 104B no es limitativo; el nimero y la disposicién del rodillo o
rodillos pueden variar, en particular para adaptarse a la longitud de la banda 102 de moldeo y a las diferentes
estaciones del aparato. Por ejemplo, podrian utilizarse tres rodillos o un solo rodillo, de modo que la banda de
moldeo se disponga alrededor de la periferia del Unico rodillo para formar un “manguito” o “pantalla”. En particular,
solo uno de los dos rodillos puede accionarse en rotacién por medios motorizados, por ejemplo el rodillo 104A,
siendo el otro rodillo 104B libre, es decir, sin medios motorizados, y accionado en rotacidén a través de la banda de
moldeo, accionada a su vez por el rodillo 104A.

La banda 102 de moldeo, tal como se muestra, comprende una cara 102A interna y una cara 102B externa, estando
la cara 102A interna en contacto con los medios 104 de accionamiento en rotacién.

El medio 106 de distribucion de material esta dispuesto para inyectar material de moldeo sobre la cara 102B externa
de la banda 102 de moldeo.

Més precisamente, el medio 106 de distribucion de material estéd dispuesto frente a la banda 102 de moldeo,
separado de la banda 102 de moldeo para definir una cdmara de aire “e” indicada en la figura 3. La referencia A se
utiliza para denotar el limite del material inyectado en la cara 102B externa de la banda 102 de moldeo,
correspondiente a la cara posterior del material inyectado en la banda 102 de moldeo con respecto a la direccién de
movimiento de la banda 102 de moldeo.

La banda 102 de moldeo estad provista de una pluralidad de cavidades 102C que permiten la produccién de
elementos de retencién o preformas con vistas a la produccién de elementos de retencién, por ejemplo mediante
una operacidn posterior de calandrado o cualquier otra operacién adecuada. A lo largo de la descripcién, el término
“elementos de retencién” se utilizard para designar elementos de retencién o preformas con vistas a la produccién
de elementos de retencién destinados a formar un cierre de autoagarre de tipo gancho-gancho o gancho-bucle.

Las cavidades 102C estan cada una normalmente formadas para definir una varilla 102C1 que se extiende desde la
cara 102B externa hacia la cara 102A interna de la banda 102 de moldeo y una cabeza 102C2 que se extiende entre
el varilla 102C1 y la cara 102A interna de la banda 102 de moldeo.

La banda 102 de moldeo tiene normalmente un grosor de entre 50 y 500 micrometros, o normalmente entre 70 y 350
micrometros.

La banda 102 de moldeo es normalmente continua, y normalmente tiene un perimetro de entre 200 mm y 3000 mm,
o normalmente entre 400 mm y 2000 mm.

La banda 102 de moldeo tiene una densidad de cavidades 102C comprendida entre 50 y 3000 cavidades por cm?, o
normalmente entre 100 y 800 cavidades por cm?.

Se entiende asi que la disposicién de las cavidades 102C determina la disposicién de los elementos de retencién en
el dispositivo de retencién formado con la ayuda del aparato 100. Las cavidades 102C se disponen normalmente en
filas y columnas, estando dichas filas y columnas dispuestas respectivamente segun la direccién CD transversal y la
direcciéon MD de maquina. Cada fila y columna estd formada por una o més cavidades 102C, posiblemente
alineadas segun la direccién CD transversal y la direccién MD de maquina respectivamente.

Dentro de una misma fila, las cavidades 102C sucesivas estdn normalmente espaciadas regularmente segln un
intervalo transversal. Dentro de la misma columna, las cavidades 102C sucesivas estan normalmente espaciadas
regularmente seguln un intervalo de maquina. Alternativamente, dichas filas estdn regularmente espaciadas segun
un primer intervalo transversal y segin un segundo intervalo transversal, no siendo el segundo intervalo transversal
un multiplo entero del primer intervalo transversal y siendo el primer intervalo transversal menor que el segundo
intervalo transversal, y/o dichas columnas estan regularmente espaciadas segln un primer intervalo de maquina y
segln un segundo intervalo de maquina, no siendo el segundo intervalo de maquina un multiplo entero del primer
intervalo de méaquina y siendo el primer intervalo de maquina menor que el segundo intervalo de maquina.
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Las filas y columnas de cavidades 102C pueden estar alineadas o dispuestas al tresbolillo. Mas concretamente, las
diversas cavidades 102C pueden estar dispuestas de manera que estén alineadas en la direccién CD transversal y
en la direccién MD de maquina, o pueden estar escalonadas de manera que formen un patrén al tresbolillo o de
panal de abeja, estando entonces dos filas sucesivas o dos columnas sucesivas escalonadas respectivamente en la
direccién transversal y en la direccién de maquina, por un paso correspondiente a la mitad del intervalo transversal o
a la mitad del intervalo de méaquina respectivamente.

Como se verd mas adelante, el resultado es que los elementos 16 de retencién formados por medio de estas
cavidades 102C estan dispuestos en columnas y filas, respectivamente segun una direccién principal y una direccién
secundaria, normalmente correspondientes a la direccion MD de maquina y la direcciéon CD transversal.

En el ejemplo mostrado, las cabezas 24 de las cavidades 102C se abren desembocan sobre la cara 102A interna de
la banda 102 de moldeo. Las cavidades 102C son por tanto pasantes. Esta realizaciéon no es limitativa; las cavidades
102C también pueden ser ciegas y, por tanto, no desembocar desde la cara 102A interna de la banda 102 de
moldeo y/o las cavidades 102C pueden comprender una sola varilla 102C1.

Las partes de las cavidades 102C que forman las varillas 102C1 se extienden normalmente en una direccidon
perpendicular a la cara 102B externa de la banda 102 de moldeo. Las partes de las cavidades 102C que forman las
varillas 102C1 tienen normalmente una geometria de rotacién alrededor de un eje perpendicular a la cara 102B
externa de la banda 102 de moldeo, o una geometria que tiene un plano de simetria que se extiende en una
direccién paralela a la direccién de desplazamiento de la banda 102 de moldeo y/o en una direccién perpendicular a
la direccién de desplazamiento de la banda 102 de moldeo.

Las partes de las cavidades 102C que forman las cabezas 102C2 se extienden normalmente de forma radial o
transversal con respecto a un eje perpendicular a la cara 102B externa de la banda 102 de moldeo, y pueden
presentar simetria rotacional con respecto a este eje perpendicular a la cara 102B externa de la banda 102 de
moldeo. Las partes de las cavidades 102C que forman las cabezas 102C2 tienen normalmente una forma
sustancialmente frustocdnica o hexaédrica.

Las partes de las cavidades 102C que forman las cabezas 102C2 pueden ser lineales o curvas, por ejemplo para
formar partes curvas hacia la cara 102A interna o hacia la cara 102B externa de la banda 102 de moldeo que se
extiende desde las partes de las cavidades 102C que forman las varillas 102C1. La banda de moldeo puede tener
ademas una forma como las descritas en las solicitudes de patente WO0213647 A2 y/o WO0050208 A2.

Las partes de las cavidades 102C que forman las cabezas 102C2 pueden tener un grosor constante o variable.

En el ejemplo mostrado en las figuras, las partes de las cavidades 102C que forman las cabezas 102C2 se
extienden radialmente alrededor de las partes de las cavidades 102C que forman las varillas 102C1, y tienen
generalmente forma de disco.

La banda 102 de moldeo puede tener una textura particular en su cara 102A interna o en su cara 102B externa,
como ranuras, una red de hendiduras o una red de paso que forman respiraderos o picos, o puede ser
sustancialmente lisa.

La banda 102 de moldeo puede estar formada por una superposicién de varias bandas, por lo que no es
necesariamente monobloque o monomaterial. La banda 102 de moldeo puede estar hecha de uno 0 mas materiales
o compuestos, normalmente metélicos como Ni, Cu, acero inoxidable o cualquier otro material adecuado.

El medio 106 de distribucién de material esta dispuesto normalmente para realizar la inyeccion de material de
moldeo en la banda 102 de moldeo en una seccién de la banda 102 de moldeo en la que esta Ultima se apoya
contra un rodillo de accionamiento, en este caso el rodillo 104A de accionamiento en el ejemplo mostrado en la
figura 3. El rodillo 104A de accionamiento forma entonces una base para las cavidades 102C.

En el caso de que la inyeccion de material de moldeo se realice mientras la banda 102 de moldeo no esta apoyada
contra un rodillo de accionamiento, el medio 106 de distribucion de material puede comprender entonces una base
dispuesta en el otro lado de la banda 102 de moldeo, de modo que la cara 102A interna de la banda 102 de moldeo
esté apoyada contra la base cuando se realice la inyeccidon de material, formando entonces la base un fondo para
las cavidades 102C de la banda 102 de moldeo.

La utilizacién de una banda 102 de moldeo asociada a medios 104 de accionamiento en comparacién con la
utilizacién de medios de formacién convencionales como rodillos en los que se forman directamente cavidades de
moldeo es ventajosa por varias razones.

La utilizacién de una banda 102 de moldeo es especialmente interesante en términos de modularidad. La banda de
moldeo puede desmontarse y volverse a montar facilmente a partir de los medios de accionamiento, a diferencia de
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un rodillo macizo para el que las operaciones de desmontaje y montaje son especialmente complejas. Esta ventaja
es particularmente notable cuando los dos rodillos 104A, 104B estan fijados a un bastidor por un mismo lado,
dejando libre el extremo del otro lado para insertar/extraer la banda de moldeo. También puede utilizarse un medio
de guiado de la banda de moldeo para facilitar su introduccién y/o extraccion.

Ademés, la fabricacién de una banda de moldeo es mucho mas sencilla que la de un rollo que comprende cavidades
de moldeo. Estos rodillos se fabrican normalmente apilando secciones sucesivas, lo que requiere multiples
operaciones de mecanizado y provoca tensiones importantes durante el montaje y cada vez que se cambia la
referencia del gancho y tienen una masa importante, lo que requiere que estos rodillos se sujeten por sus dos
extremos, lo que dificulta su sustitucién.

Las cavidades 102C en la banda 102 de moldeo pueden producirse mediante un proceso de ataque quimico o
utilizando un laser en los lugares en los que se desea formar los elementos 16 de retencién. También es posible
producir la banda 102 de moldeo con cavidades 102C distribuidas uniformemente por toda la banda 102 de moldeo
y luego sellar las cavidades 102C en los puntos en los que se desea formar zonas 20 desprovistas de elementos 16
de retencién.

Més concretamente, para poder definir diferentes configuraciones en la disposicién de los elementos de retenciéon y
definir asi una cinta que tenga elementos de retencidén dispuestos para formar patrones, la banda 102 de moldeo
tiene cavidades 102C que tienen una configuracién similar a la de los elementos de retencién. Las cavidades 102C
estan formadas directamente por la banda 102 de moldeo, en el material que forma la banda 102 de moldeo.

Sin embargo, se entiende que la creacién de cavidades 102C en la banda 102 de moldeo es compleja de conseguir,
especialmente en el caso de una distribucién no uniforme.

De este modo, las cavidades 102C pueden producirse uniformemente en la banda 102 de moldeo y, a continuacion,
algunas de las cavidades asi formadas pueden obturarse al menos parcialmente, mientras que otra parte de las
cavidades no se obturan. La obturacién total o parcial de algunas de las cavidades 102C permite de este modo
definir dos subconjuntos de las cavidades: cavidades funcionales y cavidades no funcionales.

Las cavidades funcionales son cavidades que pueden rellenarse con material de moldeo para formar elementos de
retencién o preformas de elementos de retencién.

Las cavidades no funcionales son cavidades que se han obturado total o parcialmente de modo que el material de
moldeo no puede penetrar en ellas para formar elementos de retencién o preformas de elementos de retencién. Sin
embargo, se entiende que debido a la posible contraccién del material, las cavidades no funcionales pueden dar
lugar a irregularidades durante la formacidén del dispositivo de retencién, estas irregularidades sin embargo tienen
una dimensién menor en comparaciéon con los elementos de retenciéon o preformas formados por las cavidades
funcionales, normalmente una dimensién en una direcciéon perpendicular a la cara 12A superior de la base 12 al
menos 5 veces menor. En algunos casos, las cavidades 102C de la banda 102 de moldeo, segln al menos una vista
en seccidén perpendicular a la cara interna, en esta vista comprenden una dimensién W1 en la cara interna de la
banda de moldeo mayor que una dimensién W2 en la cara externa de la banda de moldeo para permitir mejorar los
valores de pelado. En otros casos, las cavidades 102C de la banda 102 de moldeo, segln al menos una vista en
seccion perpendicular a la cara interna, en esta vista comprenden una dimensién W1 en la cara interna de la banda
de moldeo menor que una dimensién W2 en la cara externa de la banda de moldeo para mejorar el desmoldeo. La
relacion entre W1/W2 esta por ejemplo comprendida entre 0,7 y 1,2, en particular entre 0,8 y 1,2 para tener un buen
compromiso entre la fuerza de pelado y la facilidad de desmoldeo.

El material utilizado para realizar dicha obturacién total o parcial de algunas de las cavidades 102C es un material de
sellado, normalmente distinto del material de inyeccién (o material de moldeo). El material de sellado es, por
ejemplo, una resina. El material de sellado puede estar formado por una sola capa, o por varias capas depositadas,
normalmente entre 2 y 20 capas por ejemplo depositadas sucesivamente.

El material de sellado puede extenderse sobre la cara externa y/o la cara interna de la banda de moldeo. Segun un
ejemplo, una parte de todas las cavidades 102C estan al menos parcialmente obturadas por el material de sellado,
de manera que presentan al menos dos zonas disjuntas llenas de material de sellado en cada una de dichas
cavidades. Segln un ejemplo, algunas de las cavidades 102C estan al menos parcialmente obturadas por el
material de sellado, de manera que presentan, en cada una de las cavidades 102C, una zona con el material de
sellado y una zona sin material de sellado. Como las cavidades 102C son pasantes, la zona sin material de sellado
es normalmente pasante. De este modo, el material de sellado permite reducir la seccién de las cavidades pasantes.
A continuacién, el material de sellado se elimina parcialmente mediante ablacién por laser, por ejemplo.

En un ejemplo, entre el 10 % y el 90 %, o entre el 20 % y el 80 %, del nimero total de cavidades 102C de la banda
102 de moldeo estén al menos parcialmente obturadas.

Segun un ejemplo, las cavidades 102C situadas a una distancia en la direccién CD transversal menor o igual que
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10 mm de los bordes de la banda 102 de moldeo que se extiende en la direccién MD de maquina estan obturadas.

En algunos casos, estando las cavidades 102 C situadas a una distancia en la direccién CD transversal de entre 2 y
5 mm, en algunos casos de entre 1 y 5 mm, en otros casos de entre 2 y 7 mm o incluso de entre 1 mmy 10 mm, los
bordes de la banda 102 de moldeo que se extienden en la direccién MD de maquina estan obturados.

Alternativamente, en un primer paso se pueden obturar todas las cavidades 102C de la banda de moldeo vy, a
continuacién, en un segundo paso, se puede retirar el material de sellado de algunas de dichas cavidades 102C.

Alternativamente, las cavidades 102C pueden realizarse mediante perforacién, en particular mediante perforacion
laser, en una banda 102 de moldeo inicialmente desprovista de cavidades 102C. Este método permite realizar las
cavidades 102C Unicamente en los lugares deseados.

Alternativamente, la banda 102 de moldeo puede formarse mediante un proceso de crecimiento diferenciado, por
ejemplo mediante electroformado, bien conocido en el campo de la impresion, colocando los depésitos de resina de
manera localizada para evitar el crecimiento de un material metalico, por ejemplo niquel, en ciertas zonas que
definirdn asi cavidades. Alternativamente, la banda 102 de moldeo puede formarse mediante un proceso de de-
crecimiento diferenciado, por ejemplo mediante un proceso de “grabado” o “etching” segun la designacién empleada
en inglés.

Las cavidades 102C pueden tener formas idénticas o diferentes.
Como se verd mas adelante, las cavidades 102C pueden estar dispuestas en diferentes patrones.

En la figura 3, la separaciéon entre la cinta 26 y la banda 102 de moldeo esta marcada por la referencia C,
correspondiendo este punto, por ejemplo, al nivel a partir del cual la base 12 de la cinta 26 ya no estd en contacto
con la banda 102 de moldeo. Puede preverse que la banda 102 de moldeo se enganche en el rodillo 108 de
desmoldeo, es decir, que el rodillo 108 de desmoldeo forme una palanca en la banda 102 de moldeo para facilitar el
desmoldeo de las preformas y/o los ganchos.

En el ejemplo mostrado, las cavidades 102C de la banda 102 de moldeo son pasantes. El aparato puede
comprender entonces un elemento, como un raspador 110, colocado de manera que raspe la cara 102A interna de
la banda 102 de moldeo para eliminar el exceso de material de moldeo segin sea necesario. Por inyeccién se
entiende la accién de dar forma a un material de moldeo mediante fusién, por ejemplo, distribucién, suministro,
moldeo, inyeccion, extrusion.

El aparato descrito anteriormente y el proceso asociado también pueden incluir medios y un paso para asociar una
banda 22 de material no tejido (o material tejido) con la base 12.

Dicha asociacién de una banda 22 sobre una base 12 que comprende elementos 16 de retencién se consigue
normalmente por medio de un adhesivo, o mediante fusion de la base o la banda y/o anclaje mecanico.

Para fijar una banda 22, por ejemplo de material no tejido, a la base 12 del dispositivo 10 de retencién de este modo,
el aparato 100 propuesto puede comprender medios de accionamiento de la banda 22, adaptados para alimentar la
banda y aplicar la banda contra la cara 12B inferior de la base 12 aguas abajo del medio 106 de distribuciéon de
material.

Las figuras 4 y 5 muestran esquematicamente un ejemplo de aparato 100 que comprende dichos medios.

El aparato ilustrado es similar al mostrado anteriormente con referencia a la figura 3, por lo que los elementos
comunes no se describen de nuevo en este caso.

Como puede verse en las figuras 4 y 5, el aparato, tal como se muestra, comprende medios 112 de accionamiento
de banda, que consisten en este caso en dos rodillos 112A, 112B, configurados para alimentar la banda 22 aguas
abajo del medio 106 de distribucién de material.

La banda 22 es normalmente una capa de material no tejido, una pelicula termoplastica, una pelicula elastica o una
pelicula compuesta, o un conjunto de fibras y/o filamentos térmicamente consolidados. La banda 22 es, por ejemplo,
una red de fibras y/o filamentos.

En el ejemplo representado en las figuras 4 y 5, la banda se muestra como una capa de material no tejido.

Los medios 110 de accionamiento de sustrato estan configurados para alimentar el aparato con una banda 22, y

para aplicar esta banda 22 contra la cara 12B inferior de la base 12 aguas abajo del medio 106 de distribucién de
material.
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Los medios 110 de accionamiento de sustrato estan configurados para que esta aplicacién se efectie antes de la
solidificacién de la base 12. Esta aplicacion provoca asi una penetraciéon al menos parcial de la banda 22 més alla
de un plano definido por la cara 12B inferior de la base 12. El punto de contacto entre la base 12 y la banda 22 se
identifica mediante la referencia B en las figuras.

Més concretamente, la cara 12B inferior de la base 12 es sustancialmente plana y define un plano. La aplicacién del
sustrato contra esta cara hace que partes de la banda 22, por ejemplo fibras y/o filamentos de la capa de material no
tejido en el caso de que la banda 22 sea una capa de material no tejido, penetren dentro de la base 12, atravesando
de este modo la cara 12B inferior de la base 12.

En la medida en que dicha aplicacién se realiza antes de la solidificacion de la base 12, no es necesario calentar la
base 12 y/o la banda 22 para conseguir dicha unién.

A modo de ejemplo, considerando una base 12 hecha de polipropileno, el sustrato se aplica normalmente contra la
cara 12B inferior de la base 12 cuando la cara 12B inferior de la base 12 tiene una temperatura comprendida entre la
temperatura de fusién del material y la temperatura de reblandecimiento Vicat B del material del que estd hecha
menos 30 °C (grados centigrados) o entre la temperatura de fusién del material del que est4 hecha y la temperatura
de reblandecimiento Vicat A del material del que estd hecha. Mas concretamente, cuando la base comprende un
material a base de polipropileno, la cara 12B inferior de la base 12 tiene una temperatura comprendida entre 75°C y
150 °C, normalmente en torno a 105 °C, temperatura que suele medirse utilizando una camara infrarroja o laser. Por
temperatura de reblandecimiento VICAT se entiende la temperatura obtenida utilizando uno de los procedimientos
descritos en ISO 306 o ASTM D 1525 con una velocidad de calentamiento de 50 °C/h y una carga estandar de 50 N
para VICAT By una carga estandar de 10 N para VICAT A.

La banda 22 puede aplicarse de manera uniforme o no uniforme a la cara 12B inferior de la base 12.
La unién realizada entre la banda 22 y la base 12 puede ser uniforme o no uniforme.

En el caso de que la banda 22 sea un conjunto de fibras y/o filamentos consolidados térmicamente, la unién con la
base 12 también se consigue mediante la penetracién en la base 12 de parte de las fibras y/o filamentos de la banda
22.

En caso de que la banda 22 sea un conjunto de fibras y/o filamentos consolidados, por ejemplo consolidados
térmicamente, una pelicula termoplastica, una pelicula elédstica o una pelicula compuesta, la unién con la base
puede dar lugar a un fenédmeno de encogimiento de la base 12 al enfriarse, favoreciendo este encogimiento la
superficie de unién entre el sustrato y la base de la cinta. Este encogimiento no tiene ninguna repercusién en el
aspecto visual para el usuario final.

Si la banda 22 es una capa de material no tejido, los ganchos pueden retirarse facilimente del molde incluso con un
material no tejido con un peso base menor que 80 g/m? (masa de material en gramos por metro cuadrado de
material no tejido). Por ejemplo, el peso del material no tejido puede estar comprendido entre 5 g/m? y 120 g/m?, o
entre 25 g/m? y 100 g/mo, o entre 10 g/m2y 70 g/m?.

En el caso de que la banda 22 sea una capa de material no tejido, el aparato puede comprender un dispositivo de
calandrado aguas arriba de los medios 112 de accionamiento de sustrato, permitiendo asi llevar a cabo una etapa
de calandrado, local 0 no, de la capa de material no tejido antes de su aplicacién contra la base 12.

Este método de fijacion de una banda 12 a una base 12 que comprende elementos 16 de retencién es
especialmente ventajoso porque no provoca la deformacién de la base 12 y, por tanto, permite conservar
ventajosamente la forma de la base 12 obtenida durante la fase de inyeccidn y, en particular, los bordes rectos que
pueden obtenerse mediante el procedimiento y los aparatos descritos anteriormente.

Este método de fijacién de un sustrato a una cinta puede aplicarse a un proceso de formacidén de cintas como el
descrito anteriormente, o0 méas generalmente a cualquier otro proceso de formacién de cintas que comprenda
elementos de retencién como ganchos.

Las figuras 6 y 7 muestran respectivamente una vista de una parte 26 de cinta obtenida utilizando el aparato 100 de
la figura 4, y un patrén 14 tomado aisladamente.

La parte 26 de cinta, tal como se muestra, tiene una pluralidad de patrones 14 disjuntos, estando cada patrén 14
formado por una pluralidad de elementos de retencién.

Cada patrén 14 esta rodeado por una regién desprovista de elementos de retencién, definiendo asi regiones planas
o sustancialmente planas en la cara 12A superior de la base 12.

Los patrones 14 estan formados por una sucesién de filas y columnas de elementos de retencién, estando dichas
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columnas y filas dispuestas respectivamente segln una direccién DP principal y de una direccion DS secundaria.
Cada una de las filas y columnas esta formada por uno o méas elementos de retencidn, posiblemente alineados
respectivamente segun la direccion DS secundaria o la direccién DP principal. Una fila de elementos de retencidn
comprende normalmente entre 1 y 1000 elementos de retencién, mas particularmente entre 2 y 500 elementos de
retencion. Una columna de elementos de retencién comprende normalmente entre 1 y 1000 elementos de retencion,
méas particularmente entre 2 y 750 elementos de retencién.

La base 12 tiene normalmente una anchura constante, la anchura de la base 12 se mide normalmente segln la
direccién DP principal o la direccién DS secundaria.

La direcciéon DP principal corresponde normalmente a la direccion MD de maquina de la banda 102 de moldeo
descrita anteriormente, y la direccién DS secundaria corresponde normalmente a la direccién CD transversal de la
banda 102 de moldeo descrita anteriormente.

Las filas y columnas diferentes suelen estar espaciadas uniformemente segln un intervalo secundario y un intervalo
principal respectivamente. El intervalo principal y el intervalo secundario pueden ser iguales o distintos.
Alternativamente, dichas filas estan regularmente espaciadas segun un primer intervalo secundario y segun un
segundo intervalo secundario, no siendo el segundo intervalo secundario un multiplo entero del primer intervalo
secundario y siendo el primer intervalo secundario menor que el segundo intervalo secundario, y/o dichas columnas
estan regularmente espaciadas segun un primer intervalo principal y segin un segundo intervalo principal, no siendo
el segundo intervalo principal un multiplo entero del primer intervalo principal y siendo el primer intervalo principal
menor que el segundo intervalo principal.

Cada patrén 14 estd normalmente rodeado por una regién de la cara superior de la base desprovista de elementos
de retencién, teniendo dicha regién una dimensién estrictamente mayor que dos veces el intervalo principal en la
direccién DP principal, y/o estrictamente mayor que dos veces el intervalo secundario en la direccién DS secundaria.

Los elementos 16 de retencidén que definen las filas y columnas pueden estar alineados o dispuestos al tresbolillo, lo
que resulta en particular de la configuracién de las cavidades 102C de la banda 102 de moldeo utilizada para
fabricar el dispositivo de retencién, tal como ya se ha descrito.

Cada patrén 14 estd normalmente rodeado por una regién de la cara 12A superior de la base 12 desprovista de
elementos de retencidn, y esta normalmente situado a una distancia de al menos 1,5 mm, en algunos casos al
menos 2,5 mm, de un borde de la cara 12A superior de la base 12. Por borde de la base 12 se entiende un extremo
de la base 12, por ejemplo en la direcciéon DS principal o en la direccién DS secundaria.

La figura 7 muestra varias filas y columnas de elementos de retencién.

La figura muestra las filas L1 a L9 que se extienden sucesivamente desde un extremo del patrén 12 en la direccidén
DP principal, y las columnas C1 a C5 que se extienden dentro del patrén 12.

Se cuentan los elementos 16 de retencidén en cada una de las filas L1 a L9 para un patrén dado.

En el caso del patrébn mostrado en la figura 7, las filas tienen los siguientes nimeros de elementos de retenciéon: L1:
4,12: 8,L3:9, L4: 10, LS: 11, L6: 12; L7: 13, L8: 12, L9: 17.

Del mismo modo, los elementos 16 de retencién se cuentan en cada una de las columnas C1 a C5 para el patréon
mostrado en la figura 7: C1: 27, C2: 26, C3: 27, C4: 26, C5: 25.

El patrén 12 propuesto tiene al menos dos filas y/o dos columnas con distintos niUmeros de elementos de retencion.
Més generalmente, el patrén tal como se propone tiene al menos X filas y/o X columnas de elementos de retencidn
que tienen numeros distintos de elementos de retencién, siendo X igual a 2, o incluso en ciertos casos igual a 3, 0 4,
0 5, 0 mas generalmente X es un nimero natural entre Xmin y Xmax, donde Xmin puede por ejemplo seriguala 2 o
304050607uU8090100120 15 020, y Xméax puede por ejemplo ser igual a 500 o0 450 0 400 0 350 0 300 o
250 0 200 0 150 o0 100 o 50.

El patrén asi formado puede adoptar diversas formas, a diferencia de los patrones continuos y uniformes que suelen
encontrarse en los elementos de retencién.

Ademés, para un patrén dado, al menos dos filas y/o columnas tienen nimeros distintos de elementos de retencién,
siendo la diferencia entre los nimeros de elementos de retencidén en dichas dos filas o dos columnas mayor o igual
que 1, o més precisamente mayor o igual que 2, o incluso mayor o igual que 304 0 5.

En el ejemplo representado en la figura 7, considerando las filas L1 a L9 y las columnas C1 a C5, el patrén mostrado
comprende:
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- 3 columnas con nimeros de elementos de retencién distintos, siendo la diferencia entre los nimeros de elementos
de retencién mayor o igual que 1 (columnas C1, C2 y C5, por ejemplo).

- 2 columnas con nimeros de elementos de retencién distintos, siendo la diferencia entre los nimeros de elementos
de retencién igual a 2 (columnas C1 y C5, por ejemplo).

- 8 filas con numeros de elementos de retencién distintos, siendo la diferencia entre los niimeros de elementos de
retencion mayor o igual que 1 (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L9 por ejemplo).

- 2 filas con nimeros de elementos de retencién distintos, siendo la diferencia entre los niimeros de elementos de
retencion igual a 4 (L1 y L2 por ejemplo, o L2 y L8).

Ademés, para cada par de filas o columnas dispuestas en sucesidn, la variaciéon en el nimero de elementos de
retencion entre dichas filas o columnas de dicho par es normalmente menor o igual que 10, o incluso menor o igual
que 15.

Més generalmente, para cada par de filas o par de columnas dispuestas sucesivamente, la variacién en el nimero
de elementos de retencién entre dichas filas o columnas de dicho par es normalmente menor o igual que el 40 %,
30 % o 15 % del numero maximo de elementos de retencidn para las filas del patrén. Para cada par de columnas
dispuestas sucesivamente, la variacién en el nimero de elementos de retencién entre dichas filas o columnas de
dicho par es normalmente menor o igual que el 40 %, 30 % o 15 % del numero maximo de elementos de retencidn
para las columnas del patrén. Tales caracteristicas permiten modular el esfuerzo necesario para desenganchar el
dispositivo de retencién cuando los elementos de retencién se enganchan con elementos complementarios tales
como elementos de retencién o material no tejido. Un producto de este tipo es también més facil de fabricar, en
particular mas facil de retirar del dispositivo de moldeo.

Ademés, en la realizacién mostrada en la figura 7, el patrén 12 esta bordeado por una nervadura 13 que forma un
contorno continuo alrededor del patréon 14a. En el ejemplo mostrado, la nervadura 13 tiene una seccidn rectangular.
Sin embargo, se entiende que una nervadura 13 que bordea el patron 14a puede tener cualquier seccién, y puede
ser continua o discontinua.

Las figuras 8 a 11 muestran otros ejemplos de patrones que pueden formar los elementos de retencién y, por tanto,
las cavidades utilizadas para formar los elementos de retencion.

Las figuras muestran la direccién DP principal y la direccién DS secundaria.

Las diferentes relaciones entre los nimeros de elementos de retencién o cavidades para las diferentes filas y
columnas del patrén ya descritas con referencia a la figura 7 también se aplican a los patrones mostrados en las
figuras 8 a 11.

Los distintos patrones representados en este caso se inscriben en un contorno externo, en este caso un circulo, de
unos 24 mm de diametro, por ejemplo, 0 mas generalmente de entre 10 mm y 45 mm. Los patrones estan formados
en este caso por zonas desprovistas de elementos de retenciéon dentro del contorno externo. Se entiende que la
geometria del contorno externo puede variar, y no se limita a un circulo.

En el caso del patrdén de la figura 8, las zonas desprovistas de elementos de retencién definen un patrén de tipo flor
de loto. En el caso del patrén mostrado en la figura 9, las zonas desprovistas de elementos de retencién definen un
patrébn que representa una rosa. En el caso del patrén mostrado en la figura 10, las zonas desprovistas de
elementos de retencién definen un patrén que representa una flor. En el caso del patrdn de la figura 11, las zonas
desprovistas de elementos de retencién definen un patrén que representa una flor de bardana. La figura 12 es una
variante de la figura 10. La figura 13 es una variante de la figura 9.

Como puede verse en estas figuras, la densidad de los elementos de retencién (o cavidades) puede variar. Las
figuras 8, 9, 11 y 12 muestran patrones producidos con una densidad de elementos de retencidén (o cavidades) del
orden de 1093 elementos de retencion (o cavidades)Ycm? mientras que las figuras 10 y 13 muestran patrones
producidos con una densidad de elementos de retencidn (o cavidades) del orden de 273 elementos de retencion (o
cavidades)/cm?.

Como puede verse en las figuras 8 a 13, para cada patrén, al menos una fila y/o al menos una columna comprende
al menos dos grupos de elementos de retencidn (o cavidades) disjuntos, separados por una zona desprovista de
elementos de retencion o cavidades.

Se entiende por zona desprovista de elementos de retencién o cavidades una zona en la que, respetando el paso de
los elementos de retencién o cavidades, normalmente habria estado presente un elemento de retencién o cavidad.

Considerando que las filas y columnas de elementos de retencién estan regularmente espaciadas segun un intervalo
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secundario y un intervalo principal respectivamente, la al menos una zona desprovista de elementos de retencién
incluida en la zona delimitada por el contorno externo de cada patrén tiene una dimensién en la direccion DP
principal estrictamente mayor que dos veces el intervalo principal, y una dimensién en la direccién DS secundaria
estrictamente mayor que dos veces el intervalo secundario.

Del mismo modo, considerando que las filas y columnas de cavidades estan regularmente espaciadas seglin un
intervalo transversal y un intervalo de maquina respectivamente, la al menos una zona desprovista de elementos de
retencién incluida en la zona delimitada por el contorno externo de cada patrén tiene una dimensién en la direccidon
MD de maquina estrictamente mayor que dos veces el intervalo de maquina, y una dimensién en la direccién CD
transversal estrictamente mayor que dos veces el intervalo transversal.

Segln un ejemplo, para cada patrén, la relaciéon entre la superficie de las zonas desprovistas de elementos de
retencion (o cavidades) contenidas en el contorno externo y la superficie que comprende elementos de retencién (o
cavidades) es menor que 1. La superficie del patrén se define como la superficie cubierta por circulos de radio
correspondiente al paso medio y cuyo centro de cada circulo esta situado respectivamente, en una vista desde
arriba, en el centro de los elementos de retencién (o cavidades) y la circunferencia de cada circulo pasa por el centro
de al menos un elemento de retencién (o cavidad) adyacente. El paso medio puede corresponder a la distancia que
separa dos elementos de retencién (o cavidades) adyacentes. La al menos una zona desprovista de elementos de
retencion es la superficie no cubierta por la superficie de patrén.

Segln un ejemplo, para cada patrén, al menos una, o por ejemplo cada, zona desprovista de elementos de
retencion (o cavidades) incluida en el patrén tiene una anchura y una longitud, de modo que la relacién entre la
longitud y la anchura es estrictamente mayor que 1,2, en particular estrictamente mayor que 1,5.

Segln un ejemplo, estando el (o cada) patrén delimitado por un contorno externo, y comprendiendo el (o cada)
patrén, en la zona delimitada por su contorno externo, al menos una zona desprovista de elementos de retencién (o
cavidades), el contorno interno presenta al menos una parte local de forma alargada que define una fila central local
dispuesta a una distancia del contorno interno local menor que el 20 %, en particular menor que el 15 %, de la
dimensién del patrén en la direccidén principal y/o en la direccién secundaria, o alternativa o adicionalmente a una
distancia del contorno interno local menor que 10 mm, o menor que 5 mm, en particular menor que 3 mm, mas
particularmente menor que 2 mm, incluso mas particularmente menor que 1 mm y mayor que (o estrictamente mayor
que) un paso medio de los elementos de retencién del patrén en cuestién. En la figura 9 se muestra una fila Lm
central de este tipo. Una zona circular desprovista de elementos de retencién no presenta una fila central en el
sentido del presente documento. De este modo, el dispositivo de retencién tiene un agarre maximizado al tiempo
que permite una representacién mas detallada y precisa del patrén. La fila central local comprende partes rectas y/o
curvas. La longitud de la fila central del al menos un contorno interno es normalmente mayor que 10 mm, o por
ejemplo mayor que 12 mm. La suma de las longitudes de las filas centrales de los contornos internos de un patrén
es normalmente mayor que 12 mm, por ejemplo mayor que 15 mm y/o normalmente menor que 600 mm, por
ejemplo menor que 400 mm, més particularmente menor que 200 mm.

Ademés de, o independientemente de, las diversas caracteristicas descritas anteriormente, los elementos 16 de
retenciéon pueden tener cada uno una varilla que se extiende desde la base 12, y una cabeza que se extiende en el
extremo de la varilla opuesto a la base. Los elementos 16 de retencién se realizan entonces normalmente de modo
que para un patrén 14 dado, el tamafio de la cabeza de los elementos de retencidn del patrén disminuye entre un
primer extremo del patrén y un segundo extremo del patrén.

Més concretamente, considerando un patrén dado, normalmente para cada patréon de una cinta, se define una
primera direccidén del patrén, que puede ser por ejemplo la direccién DP principal o la direccion DS secundaria, y se
determinan los elementos 16 de retencién que forman un primer extremo de dicho patrén y un segundo extremo de
dicho patrén segun dicha primera direccién. Los elementos 16 de retencién tienen cada uno una cabeza que tiene
una dimensiéon maxima medida segln una segunda direccién. Los elementos 16 de retencién que forman el primer
extremo del patrén tienen una cabeza que tiene una primera dimension méxima. Los elementos de retencién que
forman el segundo extremo del patrén tienen una cabeza con una segunda dimensién maxima. La segunda
dimensién méxima es estrictamente menor que la primera dimensién maxima. Los elementos 16 de retencién que
forman el primer extremo y los elementos 16 de retencién que forman el segundo extremo estan dispuestos en la
misma columna o fila. Como la primera direccién es la direccién MD, la direccion desde el primer extremo hasta el
segundo extremo es la direccién MD.

En una realizacién, la dimensién maxima de la cabeza de los elementos de retencién disminuye, normalmente
disminuyendo estrictamente desde el primer extremo hasta el segundo extremo del patrén.

Segun un ejemplo, la relacidn entre la segunda dimensién méxima y la primera dimensién maxima estd comprendida
entre 1,01 y 1,60, en particular entre 1,01 y 1,35, més particularmente entre 1,02 y 1,15, en algunos casos entre 1,03
y 1,12

Esta variacién de la dimensién maxima de las cabezas de los elementos de retencién permite modular la fuerza
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necesaria para desenganchar los elementos de retenciéon considerando una fuerza de pelado desde un primer
extremo del patrén hacia un segundo extremo del patrén.

El dispositivo de retencién suele tener una fuerza de pelado de 180 ° estrictamente mayor que 0,02 N, en algunos
casos estrictamente mayor que 0,1 N en la direccién DP principal y/o en la direccién DS secundaria.

El método “pelado 180 ©* es un método de medicién de la fuerza de pelado, es decir, la fuerza para separar un
conjunto (en este caso el dispositivo de retencién) y una zona de aplicacién. Este método se describe a
continuacion.

Acondicionamiento de las muestras - las muestras que van a someterse a prueba se acondicionan durante 2 h
(horas) a 23 °C+/-2 °C con una humedad relativa del 50 %+/-5 %.

Preparacién del dispositivo de retencidén — el dispositivo de retencién tiene generalmente la forma de una cinta, cuya
longitud se encuentra en la direccién DP principal o en la direccién DS secundaria. Una parte de la cinta en la
direccién DP principal o en la direccién DS secundaria se adhiere a un papel de 80 g/cm? y se aplica o gira un rollo
de 2 kg (kilogramos) sobre el dispositivo de retencién en una direccién y luego en la otra (hacia delante y hacia
atras) a lo largo de la longitud de la parte de cinta. El papel y el dispositivo de retencién se cortan con una
herramienta de corte en tiras de 25,4 mm (milimetros) de ancho en la direccién DP principal o la direccién DS
secundaria a una velocidad aproximada de 700 mm/min (milimetros por minuto). Cada tira de papel tiene 210 mm de
longitud y la banda antideslizante se coloca en el centro de la banda.

Preparacién de la zona de aplicacién - la muestra de la zona de aplicacién tiene, por ejemplo dependiendo del
tamafio del dispositivo de retencién, una anchura de 50 mm en la direccién DP principal o en la direccion DS
secundaria y la longitud es de un méaximo de 200 mm y la muestra se corta en dos a lo largo.

Montaje - la banda se coloca sobre la zona de aplicacién de la muestra de forma que el dispositivo de retencidn
quede centrado sobre la zona de aplicacién de la muestra. El rodillo de 2 kg (kilogramo) se aplica o gira sobre la
banda en una direccién y luego en la otra (hacia delante y hacia atras) a lo largo de la banda a una velocidad
aproximada de 700 mm/min. La muestra de la zona de aplicacién se coloca en una pinza en una potencia con el
lado cortado en la pinza y un peso de 1kg se suspende de la parte inferior de la banda durante 10 s (segundos). A
continuacion se retira el peso. Este paso garantiza el montaje del dispositivo de retencién y la zona de aplicacién de
la muestra.

Medicién - a continuacidn, el conjunto se coloca en una maquina de prueba de traccién que incorpora una célula de
medicién de 100 N (newton). La banda se inserta en la mordaza superior (mévil). La lectura de la célula de fuerza se
pone a cero. La muestra de la zona de aplicacién se inserta en la mordaza inferior (fijja) y se aplica una ligera
tensién. La fuerza debe estar comprendida entre 0,02 N y 0,05 N. Durante el montaje, las mordazas se separan
50 mm. El conjunto se centra entre las dos mordazas. La prueba se realiza a una velocidad de desplazamiento
constante de 305 mm/min, con una carrera de prueba de 50 mm. Esta carrera de prueba se adapta en funcién de la
anchura del dispositivo de retencién que va a probarse.

Para producir una cinta 26 provista de tales elementos 16 de retencién, se entiende que la banda 102 de moldeo
utilizada para el aparato 100 tiene cavidades 102C con una configuracidn similar a la de los elementos de retencion.

Asi, se entiende que para formar un patrén dado de elementos de retencién, la banda 102 de moldeo empleada
tiene cavidades funcionales 102C dispuestas en un patrén similar. Las cavidades no funcionales se consideraran en
este caso como una ausencia de cavidades.

Més generalmente, la banda 102 de moldeo tiene una pluralidad de cavidades 102C dispuestas en filas y columnas
que se extienden respectivamente en la direccién CD transversal y en la direccién MD de méaquina, abriéndose
dichas cavidades 102C sobre la cara externa de la banda 102 de moldeo.

Una linea de cavidades suele tener entre 1 y 1.000 cavidades. Una columna de cavidades suele tener entre 1 y
1.000 cavidades.

Las cavidades 102C estan dispuestas de manera que forman patrones, normalmente disjuntos, en la cara externa
de la banda 102 de moldeo. Cada patrén esta formado por una pluralidad de filas y columnas de cavidades 102C.

Los distintos patrones suelen ser disjuntos.
La banda de moldeo puede tener uno o més patrones, que pueden repetirse en la banda de moldeo.
Las filas y columnas individuales suelen estar espaciadas uniformemente segln un intervalo transversal y un

intervalo de maquina, respectivamente. El intervalo transversal y el intervalo de maquina pueden ser iguales o
diferentes. Segun otro ejemplo, dichas filas estan regularmente espaciadas segln un primer intervalo transversal y
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segln un segundo intervalo transversal, no siendo el segundo intervalo transversal un mdltiplo entero del primer
intervalo transversal y siendo el primer intervalo transversal menor que el segundo intervalo transversal, y/o dichas
columnas estén regularmente espaciadas segln un primer intervalo de maquina y segln un segundo intervalo de
maquina, no siendo el segundo intervalo de maquina un multiplo entero del primer intervalo de maquina y siendo el
primer intervalo de maquina menor que el segundo intervalo de maquina.

Cada patrén estd normalmente rodeado por una regién de la cara externa de la banda de moldeo desprovista de
elementos de retencién, teniendo dicha regién una dimensién estrictamente mayor que dos veces el intervalo de
maquina en la direccibn MD de maquina, y/o estrictamente mayor que dos veces el intervalo transversal en la
direccién CD transversal.

Las cavidades 102C que definen las filas y columnas pueden estar alineadas o dispuestas al tresbolillo.

Cada patrén estd normalmente rodeado por una regién de la cara externa de la banda de moldeo desprovista de
cavidades, y esta normalmente situado a una distancia de al menos 1,5 mm, en algunos casos al menos 2,5 mm, de
un borde de la cara externa de la banda de moldeo. Por borde de la banda de moldeo se entiende un extremo de la
banda de moldeo, por ejemplo en la direccién MD de méquina o en la direccién CD transversal.

Como en el caso de los elementos de retencidn, los patrones formados por las cavidades tienen al menos dos filas
y/o dos columnas con distintos nimeros de cavidades. Més generalmente, el patrén propuesto tiene al menos Y filas
y/o Y columnas de cavidades con numeros distintos de cavidades, siendo Y igual a 2, o en algunos casos igual a 3 o
4 0 5, 0 mas generalmente Y es un nimero natural entre Ymin e Ymax, donde Ymin puede ser, por ejemplo, igual a
2030405060708090100120 15 020, e Ymax puede ser, por ejemplo, igual a 500 o 450 o 400 o 350 o
300 0 250 0 200 0 150 0 100 o 50.

Ademdés, para un patron dado, al menos dos filas y/o columnas tienen nimeros distintos de cavidades, siendo la
diferencia entre los numeros de cavidades de dichas dos filas o dos columnas mayor o igual que 1, o més
exactamente mayor o igual que 2, o incluso mayor o igual que 304 0 5.

Ademés, para cada par de filas o columnas dispuestas en sucesion, la variacién en el nimero de cavidades entre
dichas filas o columnas de dicho par es normalmente menor o igual que 10, o incluso menor o igual que 15.

Més generalmente, para cada par de filas dispuestas sucesivamente, la variacién en el nimero de cavidades entre
dichas filas o columnas de dicho par es normalmente menor o igual que el 40 %, 30 % o 15 % del nUmero méaximo
de cavidades para las filas del patrén. Para cada par de columnas dispuestas sucesivamente, la variacién en el
nimero de cavidades entre dichas filas o columnas de dicho par es normalmente menor o igual que el 40 %, 30 % o
15 % del nimero maximo de cavidades para las columnas del patrén.

Alternativamente, el motivo podria representar otras formas, por ejemplo otras formas de flores, como una margarita,
un cardo o una flor de algodén, o un animal, un logotipo, una palabra o un cédigo QR.

En realizaciones alternativas de las figuras 6 a 13, el patrén podria estar orientado de forma diferente, por ejemplo
en un angulo de 90 grados.

Aunque la presente invencién se ha descrito con referencia a realizaciones especificas, es evidente que pueden
introducirse modificaciones y cambios en estas alejarse sin apartarse del alcance general de la invencién tal como
se define en las reivindicaciones. En particular, las caracteristicas individuales de las diversas realizaciones
ilustradas/mencionadas pueden combinarse en realizaciones adicionales. En consecuencia, la descripcién y los
dibujos deben considerarse en un sentido ilustrativo y no restrictivo.

También esta claro que todas las caracteristicas descritas con referencia a un procedimiento pueden trasladarse,

solas 0 en combinacién, a un dispositivo, y a la inversa, todas las caracteristicas descritas con referencia a un
dispositivo pueden trasladarse, solas 0 en combinacién, a un procedimiento.
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REIVINDICACIONES
1. Dispositivo (10) de retencién que comprende:

- una base (12) que tiene una cara (12A) superior y una cara (12B) inferior, extendiéndose la base (12) en una
direccién (DP) principal, que tiene una anchura definida en una direccién (DS) secundaria perpendicular a la
direccién (DP) principal, y un grosor medido en una direccién perpendicular a la direccién (DP) principal y a la
direccién (DS) secundaria,

- una pluralidad de elementos (16) de retencién que se extienden sobre la cara (12A) superior de la base (12),
comprendiendo cada elemento (16) de retencion una varilla (18), estando los elementos (16) de retencién formados
de manera solidaria con la base (12) estando los elementos (16) de retencién dispuestos en filas y columnas que se
extienden respectivamente en la direccidén (DS) secundaria y en la direccién (DP) principal,

en el que

al menos X filas y/o X columnas del dispositivo de retencién tienen ndmeros distintos de elementos (16) de
retencion, en donde X es igual a 2

dicha pluralidad de elementos de retencién forman uno o més patrones disjuntos, estando cada patrén formado por
una pluralidad de filas y columnas de elementos de retencién, estando cada patrén delimitado por un contorno (14A)
externo, y en el que cada patrén comprende, en la zona delimitada por su contorno (14A) externo, al menos una
zona desprovista de elementos de retencion,

estando el dispositivo caracterizado por que,

para cada patrdn, al menos una zona desprovista de elementos (16) de retencién incluida en el patrén tiene una
anchura y una longitud, de modo que la relacién entre la longitud y la anchura es estrictamente mayor que 1,2.

2. Dispositivo (10) de retencién segun la reivindicacién 1, en el que al menos dos filas y/o al menos dos columnas
del dispositivo de retencién tienen un numero distinto de elementos de retencién, siendo la diferencia entre los
ndmeros de elementos de retencién de dichas al menos dos filas y/o al menos dos columnas mayor o igual que 1, o
mas precisamente, mayor o igual que 2.

3. Dispositivo (10) de retencién segln una de las reivindicaciones 1 0 2, en el que, para cada patrén, cada par de
filas dispuestas sucesivamente en la direcciéon (DP) principal tiene un nimero de elementos de retencién cuya
variacién es menor o igual que 10 elementos de retencidén, en particular es menor o igual que 5 elementos de
retencion.

4. Dispositivo (10) de retencién segln una de las reivindicaciones 1 o0 3, en el que, para cada patrén, cada par de
columnas dispuestas sucesivamente en la direccidén (DS) secundaria tiene un nimero de elementos (16) de
retencion cuya variacién es menor o igual que 15 elementos (16) de retencién, en particular es menor o igual que 5.

5. Dispositivo (10) de retencién segln una de las reivindicaciones 1 a 4, en el que cada patron estéd totalmente
rodeado por una regidén de la cara (12A) superior de la base (12) desprovista de elementos (16) de retencién, y esta
situado a una distancia mayor que 1,5 mm, en particular mayor que 2,5 mm de un borde de la base (12), en
particular de todos los bordes de la base (12).

6. Dispositivo (10) de retencidn segun la reivindicacién 5, en el que cada patrén tiene al menos una fila y/o al menos
una columna que comprende al menos dos grupos de elementos (16) de retencién disjuntos separados por una zona
desprovista de elementos (16) de retencién.

7. Dispositivo (10) de retencién segln una de las reivindicaciones 1 o 6, en el que para cada patrén, cada zona
desprovista de elementos (16) de retencién incluida en el patrén tiene una anchura y una longitud, de modo que la
relacién entre la longitud y la anchura es estrictamente mayor que 1,2, o en particular estrictamente mayor que 1,5.

8. Dispositivo (10) de retencién segun una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que dichas filas y columnas estan
espaciadas uniformemente segun un intervalo secundario y un intervalo principal respectivamente.

9. Dispositivo (10) de retencidn segun la reivindicacidén 8, en el que cada patrén estd completamente rodeado por
una regién de la cara (12A) superior de la base (12) desprovista de elementos (16) de retencién, teniendo dicha
regién una dimensién estrictamente mayor que dos veces el intervalo principal en la direccién (DP) principal, y/o
estrictamente mayor que dos veces el intervalo secundario en la direccién (DS) secundaria.

10. Dispositivo (10) de retencidn segun las reivindicaciones 1 a 9, en el que dicha al menos una zona desprovista de
elementos (16) de retencién comprendida en la zona delimitada por el contorno (14A) externo de cada patrén tiene
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una dimensién en la direccién (DP) principal estrictamente mayor que dos veces el intervalo principal, y una
dimensién en la direccién (DS) secundaria estrictamente mayor que dos veces el intervalo secundario.

11. Dispositivo (10) de retencién segln una de las reivindicaciones 1 a 10, en el que para cada patrén, la relacioén
entre la superficie de las zonas desprovistas de elementos (16) de retencidn contenidas en el contorno (14A) externo
del patréon y la superficie que comprende elementos (16) de retencién es menor que 1.

12. Dispositivo (100) de moldeo para formar un dispositivo de retencién, por ejemplo segun una de las
reivindicaciones anteriores, comprendiendo dicho dispositivo (100) de moldeo una banda (102) de moldeo adaptada
para ser montada sobre un soporte (104), extendiéndose dicha banda (102) de moldeo en una direccién (MD) de
maquina, que tiene una anchura definida en una direccién (CD) transversal perpendicular a la direccién (MD) de
maquina y un grosor medido en una direccién perpendicular a la direccién (MD) de méaquina y a la direccién (CD)
transversal, teniendo la banda de moldeo una cara interna y una cara externa opuestas, teniendo dicha banda (102)
de moldeo una pluralidad de cavidades (102C) dispuestas en filas y columnas que se extienden respectivamente en
la direccién (CD) transversal y en la direcciéon (MD) de maquina, desembocando dichas cavidades (102C) en la cara
(102B) de la banda (102) de moldeo,

en el que

al menos Y filas y/o Y columnas de cavidades (102C) de la banda (102) de moldeo tienen numeros distintos de
cavidades (102C), en donde Y es igual a 2, dicha pluralidad de cavidades (102C) forma uno o mas patrones
disjuntos, estando cada patrén formado por una pluralidad de filas y columnas de cavidades (102C), en el que cada
patrén esté delimitado por un contorno externo, y en el que cada patrébn comprende, en la zona delimitada por su
contorno externo, al menos una zona desprovista de cavidades (102C),

caracterizado por que

para cada patrén, al menos una zona desprovista de cavidades (102C) incluida en el patrén tiene una anchura y una
longitud, de manera que la relacién entre la longitud y la anchura es estrictamente mayor que 1,2.

13. Dispositivo (100) de moldeo segun la reivindicacién 12, en el que al menos dos filas y/o al menos dos columnas
del dispositivo (100) de moldeo tienen un numero distinto de cavidades (102C), siendo la diferencia entre los
nimeros de cavidades (102C) de dichas al menos dos filas y/o al menos dos columnas mayor o igual que 1, 0 mas
precisamente mayor o igual que 2.

14. Dispositivo (100) de moldeo segun una de las reivindicaciones 12 0 13, en el que, para cada patrén, cada par de
filas dispuestas sucesivamente en la direccién (MD) de maquina tiene un nimero de cavidades cuya variaciéon es
menor o igual que el 40 % del nimero méaximo de cavidades (102C) de las filas de dicho par de filas de cavidades
(102C), normalmente menor o igual que el 30 % o el 15 %.

15. Dispositivo (100) de moldeo segun una de las reivindicaciones 12 a 14, en el que cada patrén tiene al menos una
linea y/o al menos una columna que comprende al menos dos grupos de cavidades (102C) disjuntas separadas por
una zona desprovista de cavidades (102C).

16. Dispositivo (100) de moldeo segun una de las reivindicaciones 12 a 15, en el que para cada patrén, cada zona
desprovista de cavidades (102C) incluida en el patrén tiene una anchura y una longitud, de manera que la relacién
entre la longitud y la anchura es estrictamente mayor que 1,2, en particular estrictamente mayor que 1,5.

17. Dispositivo (100) de moldeo segln una de las reivindicaciones 12 a 16, en el que dichas columnas y filas estén
regularmente espaciadas segun un intervalo transversal y un intervalo de maquina respectivamente.

18. Dispositivo (100) de moldeo segln la reivindicacién 17, en el que cada patrén esta totalmente rodeado por una
regién de la cara (102B) externa de la banda (102) de moldeo desprovista de cavidades (102C), teniendo dicha
regién una dimensién estrictamente mayor que dos veces el intervalo de méquina en la direccién (MD) de méaquina,
y estrictamente mayor que dos veces el intervalo transversal en la direccién (CD) transversal.
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